











氏 名            加 藤  隆 一   
学 位 の 種 類            博 士 （ 工 学 ） 
学 位 記 番 号         博 甲 第  8051 号 
学 位 授 与 年 月 日         平成 29年 3月 24日 
学 位 授 与 の要 件         学位規則第４条第１項該当 
審 査 研 究 科         数理物質科学研究科 
学 位 論 文 題 目 
            量産に向けたプラズマ CVD法によるグラフェン合成の研究  
      
主 査         筑波大学 教授          工学博士    松石 清人 
副 査         筑波大学 教授          理学博士    中村 潤児 
副 査         筑波大学 教授          工学博士    木塚 徳志 
副 査         筑波大学 准教授        博士（工学）   近藤 剛弘 
副 査         産業技術総合研究所 





























比べ 10 倍も結晶サイズの大きい 2 層グラフェンの合成に成功している。そのグラフェンは電気特性が劇
的に向上しており、この方法が層数制御性の高い合成方法であることを証明している。 
第 4 章では、グラフェン形成初期過程の観察を行うことによってグラフェン合成におけるプラズマ CVD















審    査    の    要    旨 
〔批評〕 
高いキャリア移動度と透明性を有するグラフェンは電子デバイス分野への応用が期待されているが、現











CVD 法と熱 CVD 法の相違点を議論しているが、いまだ不明な点もあり、その解明には課題を残すことに
なった。ただ、プラズマ CVD 法は熱 CVD 法に比べて同等以上の高い結晶性を有するグラフェンを短時
間かつ低温で合成できることを実験的に証明した点は応用上非常に興味深い。また、グラフェンの歪み
解析にラマン分光法が有用であることを証明し、歪みとシート抵抗に密接な関係があることを示し、合成
温度のさらなる低温化や基材への応力緩和により電気特性がさらに向上する可能性を示唆している点も
興味深い。 
本論文は、プラズマ CVD 法に関する一貫したアイデアに基づいて多角的な実験と慎重な解析によっ
てまとめたものであり、今後のグラフェン産業の発展に貢献する重要な知見を提供する優れた博士論文
であるといえる。 
 
〔最終試験結果〕 
 平成２９年２月１５日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によっ
て、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
 
